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1．背景と研究目的 

現在、磁気記録媒体や磁気メモリにおいて、高集積化に有利な垂直磁化膜が必要不可欠となっている。

次世代の垂直磁化膜材料としては FePt や CoPt 規則合金が盛んに研究されているが、Pt は非常に高価

であり、代替材料の開発が望まれている。L10型 FeNi 規則合金は、FePt や CoPt 合金と同じオーダー

の磁気異方性および大きな磁化を有することが知られており、資源が潤沢で安価な垂直磁化膜材料とし

て有望である。近年、我々は分子線エピタキシー (MBE) 法による薄膜作製に取り組んでおり、L10-FeNi

薄膜の人工合成に成功している。通常の FeNi では原子はランダムに配列しており、磁気特性も L10-

FeNi のそれとは大きく異なる。合金の磁気特性は結晶構造に強く依存し、その規則度や格子ひずみに

よって、垂直磁化膜において最も重要な機能である磁気異方性が大きく変化する。したがって、産業応

用のためには、これらの規則合金薄膜の結晶構造を精密に評価し、磁気特性との関係を詳細に調べる必

要がある。そこで我々は、より応用に適したスパッタ法による L10-FeNi 薄膜の作製を試み、X 線回折 

(XRD) により構造を詳細に評価することを計画した。 

 

2．実験内容 

 FeNi 薄膜の成膜は、スパッタ法により行っ

た。MgO(001) 単結晶基板を洗浄し、超高真空

中で表面のフラッシング処理を行った。続い

て、0.3 nm の Fe 層および 0.3 nm の Ni 層を

交互に成膜し、膜厚 100 nm の FeNi 薄膜を作

製した。L10 型規則化を促すために、Fe 層に

5 at.%の Ti を添加した。作製した FeNi 薄膜

について、高真空中、400℃で 1 時間の急速加

熱処理を行った。放射光 XRD の測定は、あい

ちシンクロトロン光センターのBL5S2にて行

った。斜入射面内Φ-2θ測定を行った。入射 X

線のエネルギーは、Fe の吸収端近傍のエネル

ギー (7.110 keV) を用い、異常分散効果を利

用した測定を行った。 

 

3．結果および考察 

図 1 にスパッタ法で作製した FeNi 薄膜の X 線回折スペクトルを示す。(a)では、FeNi 002 回折線に

あたるピークが観察され、試料の配向が確認された。しかしながら、(b)では、FeNi 001 回折線にあた

るピークを確認することができなかった。これは、L10 規則度が低いためと考えられる。今後は、この

手法を用いて様々な規則合金薄膜の構造特性の評価を進めて行く予定である。 
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Fig.1  スパッタ法で作製した FeNi薄膜の X線
回折スペクトル 


